
[特許]1995-192181  (07.07.27)                                                   
                                                                                
出願 (1) (  07-192181)(07.07.27)  記号 (2020270178) 出願種別(01            )新法
公開  (           )(        )  公開基準日 (07.07.27)             国内優先 (0)
公告  (           )(        )  優先 (                                ) 他  国
審判 (  )(           )(        )  担当 (         )(  )
登録  (         ) (        )   異議 ( 0) 請求項数 ( 17) 出願料金(     21,000)
公決  (起        )(担    )     文献 ( )  新規性 (0)    菌寄託 (0)  公害   ( )
査定 ( ) (起        )(担    )     前置 (        )   解除 (        )公序・要約(0)
         (発        )(官        ) 審査・評価請求( 0-2)  未請求(0)   自動起案(  )
最終  (A11)(08.12.19) 公開準備 (1)      早期審査 ( )                
変更先 (1)(  08-191740)(01      ) 審決 (  )(        )             

                          原出願( )(           )(        )種別(        )
期間延長 (        )     最新起案日 (        ) 

公表  (           ) (        )   翻訳提出 (        )国際出願(                 )
再公表               (        )   国際公開 (                       )      
公開IPC4 H01L 21/90      DFIC     指定分類IPC                                  
公告IPC                                                                        
名称 半導体装置及びその製造方法
出願人 代表( ) 種(2)コ-ド(000005821) 国(27)  パナソニック株式会社 ＊

大阪府門真市大字門真１００６番地
代理人 種(1)コ-ド(100077931) 前田 弘

種(1)コ-ド(         ) 小山 廣毅
種(1)コ-ド(100100262) 松永 勉

中間 (A63     )特許願 07.07.27( 21,000)完 (A96-1   )職権訂正07.10.05(       )  
記録 (A84-1   )優先請求08.06.06(       )   (A86-1   )閲覧請求17.06.20(       )  
新出願                                                                          
国内優先(先)                                                                    
国内優先(後) 1   08-191740(08.07.22)                                            
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【書類名】 特許願

【整理番号】 2020270178

【提出日】 平成 7年 7月27日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 27/118      

H01L 21/82       

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

【請求項の数】  17

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真１００６番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 瀬川 瑞樹

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真１００６番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 宮永 績

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真１００６番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 藪 俊樹

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真１００６番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 中林 隆

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真１００６番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 上原 隆
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【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代表者】 森下 洋一

【代理人】

【識別番号】 100077931

【弁理士】

【氏名又は名称】 前田 弘

【選任した代理人】

【識別番号】 100094134

【弁理士】

【氏名又は名称】 小山 廣毅

【選任した代理人】

【識別番号】 100100262

【弁理士】

【氏名又は名称】 松永 勉

【手数料の表示】

【納付方法】 予納

【予納台帳番号】 014409

【納付金額】  21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書  1

【物件名】 図面  1

【物件名】 要約書  1

【包括委任状番号】 9006026

【包括委任状番号】 9110638

【プルーフの要否】 要
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【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項１】 半導体基板と、

上面が上記半導体基板の表面よりも階段状に高くなるように形成された素子分

離と、

上記素子分離で囲まれた半導体基板内に不純物を導入して形成された複数の活

性領域と、

上記活性領域と素子分離との上に跨って形成された絶縁膜と、

上記絶縁膜の一部を開口して形成され少なくとも一部分が上記活性領域の表面

まで到達するコンタクトホ－ルと、

上記絶縁膜の上及び上記コンタクトホール内に形成されて上記活性領域に接続

される上層配線と

を備えたことを特徴とする半導体装置。

【請求項２】 請求項１記載の半導体装置において、

半導体装置の製造工程上のバラツキによって、上記複数のコンタクトホールの

うち少なくとも一部のコンタクトホールが上記活性領域内の表面上から上記素子

分離上に跨って形成されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項３】 請求項１記載の半導体装置において、

少なくとも一部分が上記素子分離上に位置するように形成された配線部材をさ

らに備え、

上記コンタクトホ－ルが上記活性領域の表面から当該活性領域に隣接する上記

配線部材の上に跨って形成されており、

上記上層配線は、上記素子分離上の配線部材にも接続されていることを特徴と

する半導体装置。

【請求項４】 請求項１，２又は３記載の半導体装置において、

上記活性領域の表面から上記素子分離の上面に至るまでの階段部の側面上に形

成され絶縁性材料からなる分離部サイドウォールをさらに備え、

上記コンタクトホールは上記分離部サイドウォールの上に跨って形成されてい
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ることを特徴とする半導体装置。

【請求項５】 請求項１記載の半導体装置において、

上記絶縁膜の厚みをａ、上記活性領域の表面と上記素子分離の上面との間の高

低差をｂ、上記コンタクトホール形成時の絶縁膜のエッチングレートをＥR1，上

記コンタクトホール形成時の上記素子分離のエッチングレートをＥR2、上記活性

領域の不純物拡散深さをＤ、上記コンタクトホール形成時の絶縁膜のオーバーエ

ッチング割合をＯE としたときに、下記不等式

ＯE ×ａ×（ＥR2／ＥR1）≦ｂ＋Ｄ×（２／１０）

が成り立つように上記各部の寸法，材料が設定されていることを特徴とする半導

体装置。

【請求項６】 請求項１記載の半導体装置において、

上記活性領域の上に形成されたゲート電極，上記ゲート電極の両側方に位置す

る活性領域内に形成されたソース・ドレイン領域及び上記ゲート電極の上に形成

されたゲート上保護膜を有するＦＥＴをさらに備え、

上記コンタクトホールは、上記ソース・ドレイン領域から上記ゲート上保護膜

の少なくとも一部に跨って形成されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項７】 請求項４記載の半導体装置において、

上記活性領域に形成されたゲート電極，その側方に位置する半導体基板内に形

成されたソース・ドレイン領域，上記ゲート電極の上に形成されたゲート上保護

膜及び上記ゲート電極の両側面上に形成された電極部サイドウォールを有するＦ

ＥＴをさらに備え、

上記分離部サイドウォールは、上記電極部サイドウォールと同時に形成された

ものであることを特徴とする半導体装置。

【請求項８】 請求項６又は７記載の半導体装置において、

上記絶縁膜の厚みをａ、上記ゲート上保護膜の厚みをｃ、上記コンタクトホー

ル形成時の上記絶縁膜のエッチングレートをＥR1，上記コンタクトホール形成時

の上記ゲート上保護膜のエッチングレートをＥR3、上記コンタクトホール形成時

の上記絶縁膜のオーバーエッチング割合をＯE としたときに、下記不等式

ＯE ×ａ×（ＥR3／ＥR1）＜ｃ
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